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ダイヤモンドライクカーボン（DLC）膜(1)と

は，sp
3と sp

2の構造成分を含むアモルファス炭

素膜であり，sp
3と sp

2の成分比や水素以外の元

素の含有などによって分類される。その中でも,

カーボンのみで構成され sp
3リッチなものは

ta-C (tetrahedral amorphous carbon）（別名，スー

パーDLC）と呼ばれる。この ta-C は優れた機械

的特性を有することから，MEMS/NEMS のよう

なマイクロ・ナノ機能性デバイスへの応用が期

待されている(2)。これまで，ta-C 膜を用いた

MEMS/NEMS 素子の作製に向け，T字状フィル

タードアーク蒸着装置（T-FAD）(3)を用いて 4

インチの Siウェハ基板上に高品質の膜を均一

に成膜するプロセス(4)を確立した。次の課題は，

膜厚制御である。本研究では，反射率のその場

計測に基づいた膜厚制御システムを構築し，性

能をテストした。 

Fig.1に，膜厚制御システムの概略を示す。同

システムは，生成膜の反射率特性（可視光領域）

を計測し，光学定数と膜厚とをもとに光学シミ

ュレータで得た特性とを比較して膜厚を把握

するものである。今回の実験で使用した ta-C 膜

の屈折率 nは 2.58である(5)。膜厚の制御は，ま

ず，所望膜厚の 90％膜厚を，従来の平均的な成

膜速度，つまり標準成膜速度から算定した成膜

時間をもとに成膜し，その際に得られた膜厚で

成膜速度を補正し，追加成膜を行って所望膜厚

を得るという手法をとった。Fig.2にこのように

して得た結果を示す。Siウェハ上に 500 nmの

ta-C 膜を形成した結果である。追加成膜を行う

ことで，シミュレーションで得られた波形に近

づいた。膜厚を算出した結果，膜厚 488 nmと

所望膜厚の 3%以内誤差を実現した。 
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Fig.1 Film control based on in-situ reflection monitoring. 

 
Fig.2 Simulated and measured reflection patterns. Target 

film thickness of ta-C was 500 nm. 
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